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今月の概要


















　2004年２月２日、米国 2005会計年度（2004年 10月から 2005年９月）の大統領予算教
書が公表された。研究開発予算は前年比 4.7％増の 1,319 億ドルであり、米国国立衛生研究
所（NIH）の予算は、288億ドル（前年比 2.6％増）となっている。優先事項として挙げら
れているのは、NIHが 2003年９月に発表した「生物医学研究推進に向けた戦略 ―NIH医
学研究ロードマップ―」に関する予算で、2004 会計年度の 1.28 億ドルから 2.37 億ドルに
増加している。さらに、対バイオテロ研究、肥満を始めとする慢性疾患の研究にも焦点が
当てられている。




















　去る２月 22 ～ 27 日、SPIE（The International Society for Optical Engineering/USA）
主催の 29回目の国際会議“Microlithography 2004”が、米国西海岸のシリコンバレーの中
央に位置するSanta Clara 市のConvention Center において開催された。今回の参加者総
数は、展示会参加者を含めて昨年より５％増の 4,100 名に昇った。そのうち学会参加総数






















































































































































































































     な研究活動はどこで両立








（AAAS：American Association for 



















































膠  NIH2005 年度予算が
大統領予算教書で示
された





































た「New Pathways to Discovery」
に 1.37 億ドル、②学際的な領域
におけるチーム研究を推進する
「Multidisciplinary Research Teams 




















Turns Hard in 2005”，Feb．20，2004）
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International Society for Optical 
Engineering ／ USA）が主催す
る 国 際 会 議“Microlithography 
2004”が、米国西海岸のシリコ
ンバレーの中央に位置するSanta 





















発表が① Emerging Lithographic 
Technologies, ② Metrology, 
Inspection, and Process Control,
③ Advances in Resist Technology 
and Process ing , ④ Optica l  
Micro l i thography , ⑤ Data 















































































































（参考：Science Vol 303，Issue 5660，
993‐997，2004年２月13日）
用を有償で受け付ける。予算規模











Chiao Tung University： 台 湾 最
大の科学技術大学）の敷地内で
は、以前から国立応用技術研究



















































































































































































































に、LSI の一部でより低抵抗の Cu 配線に置き換えら
れている。
⑥SOI




























































































































































































































































































































































































































































2004 130 90 90
2005 100 65
2006 100
2007 100 65 65 45
2008 70
2009 70 32
2010 70 45 45
2011 50 22
半導体製造技術の研究開発動向　̶近年の国際会議での発表等から̶









































































　2003 年の ITRSの見直しでは、2001 年版からの製造技術の世代交代時期の
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11）  例えば J. M. Hergenrother et al., 





























































































































































































































































































































































































































1～ 10未満  12
10～ 100未満  239
100～ 1,000 未満  557
1,000 ～ 10,000 未満  446
10,000 ～ 100,000 未満  216
100,000 ～ 1,000,000 未満  99
1,000,000 ～ 10,000,000 未満  34
10,000,000 以上  3
　図表４　 化学物質の製造・輸入
 に関する実態調査















































































































































































（National Institute of Environmental 
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13） E.J. Matthews and J.F. Contrera, 





















































































連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp





National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)













　 �� �� ��� ������
　 �������� ���������������� ����������������
　 ������������ � ��� ������





� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
S c i e n c e  &  T e c h n o l o g y  T r e n d s
科学技術動向
文部科学省　科学技術政策研究所
科学技術動向研究センター
�
����
�����
